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Beschreibung 



Bet der Halbleiterfertigung ergibt sich haufig die 
Aufgabe, rechteckige Oder runde Substrate mit einer 
gleichmaBigen Schicht aus Lack Oder anderen s 
zunachst JlQssigen Medien, z.B. Farbfiltern Oder spezi- 
ellen Schutzschichten, zu versehen. Bei herkemmli- 
chen Vorrichtungen werden dabei die Substrate 
horizontal, und mit der zu belackenden Fiache nach 
oben, auf einem Drehteller befestigt Auf den Mittel- 10 
punkt des Substrats wird von oben uber eine DOse eine 
bestimmte Menge des Lackes Oder der Flussigkeit auf- 
getropft. Danach wird der Drehteller in Bewegung 
gesetzt. Durch die Zentrifugalkraft wird die Flussigkeit 
wahrend der Drehbewegung auf dem Substrat verteilt. 15 
Ein groBer Teil der FlOssigkeit wird dabei uber deri Rand 
der Platte weggeschleudert. Die erreichbare Gleichfor- 
migkeit der Schichtdicke hangt von der GrOBe der Dreh- 
beschleunigung und Drehgeschwindigkeit ab 
Nachteilig hierbei ist, daB bis zu 95 % der verwerideten 20 
Lackmenge uber den Rand des Substrats abgeschleu- 
dert werden. Dieser abgeschleuderte Lack kann nicht 
mehr verwendet werden und ist damit verloren. 

Aus dem IBM Technical Disclosure Bulletin Band 
32, Nr. 1, Juni 1989, Seiten 311 - 313 ist es auch 25 
bekannt, em Substrat mit der zu beschichtenden Seife 
nach unten an einem Drehteller zu befestigen Zur 
Belackung wird diese Seite zunachst in einen Tank mit 
Resist eingetaucht, anschlieBend in einer Schragstel- 
lung von 5° abgetropft, und dann in einem Schleuder- so 
topf geschleudert. Dadurch kann - nach den Angaben 
dieser Literaturstelle - die Menge des abgeschleuderten 
Resist urn ca. 70 % verringert werden. Jedoch ist die 
Vorrichtung kompliziert, da der Schleudertopf horizontal 
uber den Tank mit dem Resist verschoben werden muB. 35 
Dabei ist eine Verunreinigung des Resist vSllig unver- 
meidlieh, so daB die Qualitat der Belackung leidet. 

Eine Verbesserung von Belackungs- und Beschich- 
tungsvorgangen wurde auch bereits dadurch erreicht 
daB; die, Flussigkeit Qber eine sehr schmale, offene 4o 
Rmne durch Kapillar- und Adhasionseffekle auf eine 
nach unten weisende Oberfiache eines Substrats auf- 
gebracht wird. Dies zeigt z.B. die US 2 046 596, bei der 
em schmales Band aus Zelluloid (fur die Herstellung 
von Filmen) uber einen Kapillarspalt hinweg bewegt und 4s 
dadurch mit einer Flussigkeit beschichtet wird, die 
durch diesen Kapillarspalt von unten her zugefuhrt wird. 

Derartige Vorrichtungen sind fur die Belackung 
Oder Beschichtung von verhaitnismaBig groBen Platten 
in der Dunnschichttechnologie, z.B. von LCD-Bildschir- so 
men, gut geeignet. Die damit erreichbare GleiehmaBig- 
keit der Lackdicke ist jedoch fur die Belackung von 
Substraten in der Fertigung hochintegrierter Schalt- 
kreise nicht in alien Fallen ausreichend. 

Eine Aufgabe der Erfindung wird deshalb darin 55 
gesehen, die bekannten Belackungs- und Beschich- 
tungsvorrichtungen im Hinblick auf die vorgehanrrten 
Kriterien zu verbessern. 



Nach der Erfindung wird diese Aufgabe gelOst 
durch eine Vorrichtung zur Belackung eines Substrats 
mit einer Lackschicht, mit einem Drehteller, dem ein 
Antriebsmotor zugeordnet ist, und an welchem das 
Substrat mit der zu belackenden Oberfiache nach unten 
befestigbar ist, mit einer Vorbelackungsstation, welche 
einen mit Lack gespeisten Kapillarspalt aufweist, uber 
dessen Oberseite das Substrat mit seiner zu belacken- 
den Oberfiache mittels einer zur linearen Fortbewegung 
des Drehtellers dienenden Uneartranspofteinheit hin- 
weg bewegbar ist, urn diese Oberfiache mit Lack aus 
dem Kapillarspalt vorzubelacken, und mit einer Schleu- 
derstation, zu welcher der Drehteller riach der Vorbelak- 
kung durch die Lineartransporteinheit bewegbar ist, urn 
dort die Lackschichtdicke durch Drehung des Drehtel- 
lers zu vergleichmaBigen und zu verringern. Der Lack 
wird also zunachst uber den Kapillarspalt auf das Sub- 
strat aufgebracht. AnschlieBend wird das Substrat, 
ebehfalls mit der belackten Oberfiache nach unten, mit 
einer geeigneten Drehgeschwindigkeit geschleudert. 
Dabei wirkt auf die Lackschicht die Zentrifugalkraft, also 
eine nach auBen gerichtete Verdrangungskraft. Natur- 
gemaB muB sich in der Lackschicht ein Gleichgewicht 
aus Verdrangurigs- und Adhasionskraft einstellen. Die 
Bereiche des Lackes, deren Adhasion an die Substrat- 
oberfiache bzw. an die darunterliegeriden Lackschich- 
ten zu Wein ist, werden zum Substratrand hin verdrangt, 
und ein Teil davon wird uber den Rand hinausgeschleu- 
dert. Dadurch wird die Lackschichtdicke uber die Sub- 
stratoberf lache vereinheitlicht und insgesamt verringert. 
Die Halterung an einer Lineartransporteinheit ermdg- 
licht den Transport des Substrats zwischen den 
Behandlungsstationen und auch die bei der Vorbelak- 
kung notwendige gleichformige Bewegung des Sub- 
strats uber den Kapillarspalt hinweg. 

Vorteilhaft ist es, gemaB Anspruch 3 in der Schleu- 
derstation einen Schutzring urn das rotierende Substrat 
anzuordnen. Darin wird der Lack, der uber den Sub- 
stratrand hinausgeschleudert wird, aufgefangen und 
gezielt abgeleitet. 

Eine weitere vorteilhafte Ausbildung der Erfindung 
ist dadurch gekennzeichnet, daB der Schutzring heb- 
und senkbar ausgebildet ist, urn die Bewegung des 
Substrats durch die Lineartransporteinheit zu ermOgli- 
chen. Dadurch kann das Substrat ungehindert in hori- 
zontaler Richtung von der Vorbelackungsstation zur 
Schleuderstation transportiert werden. Hat das Substrat 
die letztere Station erreicht, so wird der Schutzring von 
unten auf Substrath6he gefahren, urn seine Funktion 
wahrend des Schleudervorgangs zu ubernehmen. 

Auch wird die erfinduhgsgemaBe Vorrichtung sehr 
vorteilhaft mit einer automatischen Be- und Ehtladevor- 
richtung versehen, so daB der gesamte Belackungspro- 
zeB autpmatisiert werden kann. Dies ermfiglicht 
gleichmaBige und reproduzierbare Belackungsergeb- 
nisse uber groBe Stuckzahien. 

Weitere Einzelheiten und vorteilhafte Weiterbildun- 
gen der Erfindung ergeben sich aus den im folgenden 
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beschriebeneo und in der Zeichnung dargestellten, in 
) keiner Weise als Einschrankung der Erfindung zu ver- 

stehenden Ausfuhrungsbeispielen, sowie aus den ubri- 
gen Unteranspruchen. Es zeigt: 

5 

Fig. 1: eine Ansicht des Gesamtaufbaus einer 
erfindungsgemaBen Belackungs- und 
Beschichtungsvorrichtung 

Fig. 2: eine Ansicht der Vorrichtung zur Vorbelak- 10 
kung als Teil der Vorrichtung nach Fig. 1 

Fig. 3: eine Ansicht der Schleuderstation als Teil 
der Vorrichtung nach Fig. 2 

15 

Fig. 1 zeigt ein erstes Ausfuhrungsbeispiel einer 
erfindungsgemaBen Beschichtungsvorrichtung 10. Auf 
dem Gestell 1 1 sind sowohl die Rinne fur die Vorbelak- 
kung 12 und der Schutzring der Schleuderstation 13 als 
auch die Stander 14 und 15 fur die Lineartransportein- 20 
heit 16 befestigt. An dem beweglichen Teil der Linear- 
transporteinheit 16 ist der Drehmotor 17 befestigt und 
an dessen Welle 18 der Drehtelller 19. Das Substrat 20 
wird z. B. durch Vakuum an der Plattenhaltevorrichtung 
19 festgesaugt. Dazu hat die Haltevorrichtung 19 ent- 25 
sprechende nicht dargestellte Vakuumbohrungen. Im 
Rahmen der Erfindung kSnnen aber auch andere Halte- 
vorrichtungen verwendet werden, wie sie dem Fach- 
mann bekannt sind. 

Die offene Rinne 12 mit dem Kapillarspalt 21 fur die 30 
Vorbelackung ist in Fig. 1 im Schnitt und in Fig. 2 in per- 
spektivischer Darstellung ebenfalls im, Schnitt darge- 
stellt. 

Neben der Vorbelackungsvorrichtung ist der 
Schutzring 22 fur den Schleudervorgang angeordnet. 35 
Er ist auf einem oder mehreren Standem 23 und 24 
befestigt, die selbsttatig die HOhenposition des Schutz- 
ringes einstellen k6nnen. Dies kSnnen beispielsweise 
pneumatisch verstellbare Einheiten sein, aber auch 
andere Vorrichtungen, wie sie dem Fachmann bekannt 4c 
sind. Fur den Schleudervorgang. wird der Schutzring 22 
iiber den bzw. die Stander 23 und 24 senkrecht nach 
oben gefahren bis er das Substrat in geeigneter Weise 
umschlieBt. In Fig. 3 ist das zu belackende Substrat an 
dem Drehteller 19 und der Motorwelle 18 oberhalb des * 
Schutzrihges 22 dargesteilt. Dieselbe Darstellung ist in 
Fig. 1 mit Strichlinien angedeutet. Dies entspricht der 
Situation vor oder nach dem Schleudervorgang, in der 
sich das Substrat in der fur den Schleudervorgang vor- 
gesehenen Position an der Lineartransporteinheit 16 s 
befindet, der Schutzring jedoch noch nicht nach oben 
gefahren oder bereits wieder nach unten gefahren 
wurde. Diese Auf- und Abbewegung des Schutringes 22 
ist notwendig, damit er dem Substrat wahrend dessen 
horizontalen Transportes an der Lineareinheit 16 nicht e 
im Weg ist. 

In Fig. 1 ist der Schutzring 22 aufgeschnitten dar- 
gesteilt. Sein Querschnitt besteht aus einem ange- 



schragten U-Profil. Dies stellt sicher, daB der liber den 
Rand des Substrates abgeschleuderte Lack sicher in 
dem Ringprofil aufgefangen und zum unteren inneren 
Rand des Schutzringes geleitet wird, von wo er uber 
einen Lackablauf (25) voilstandig entsorgt werden kann. 

Fur eine vollautomatisierte Version der Belak- 
kungsvorrichtung wird in dem in Fig. 1'mit 26 gekenn- 
zeichneten Bereich eine' automatische Beladevor- 
richtung und in dem mit 27 gekennzeichneten Bereich 
eine automatische Entladevorrichtung montiert. Die 
Beladevorrichtung entnimmt das zu belackende Sub- 
strat.20 einem an einer bestimmten Stelle aufgesetzten 
Magazin und fuhrt es der Plattenhaltevorrichtung 19 zu. 
Die Entladevorrichtung ubernimmt das Substrat 20 von 
der Haltevorrichtung 19 und ladt es wiederum in ein an 
einer bestimmten Stelle aufgesetztes Magazin. 

Arbeitsweise der Belackunasvor richtung: 

Zunachst wird ein Substrat 20 entweder automa- 
tisch oder manuellan dem Drehteller 19 befestigt. Der 
Drehteller befindet sich zu diesem Zeitpunkt in dem 
Bereich, der in Fig. 1 mit 26 gekennzeichnet ist. Danach 
setzt sich die Lineartransporteinheit 16 in Richtung des 
mit 28 gekennzeichneten Pfeiles, also in Richtung auf 
die Rinne 12, in Bewegung. 

Sobald der vorderste Punkt des Substrates die 
Oberkante des Kapillarspaltes 21 erreicht hat, beginnt 
die Vorbelackung. NaturgemaB wird das Substrat 20 
wahrend dieser Vorbelackung Ciber den Kapillarspalt 21 
in der Rinne 12 hinwegbewegt. 

Nach AbschluB der Vorbelackung wird das Substrat 
20 mit Drehteller 19 und Motor 17 samt Welle 18 weiter 
in Richtung des Pfeiles 28 transportiert bis es sich 
genau zentrisch oberhalb des in Wartestellurig stehen- 
den Schutzringes 22 befindet. 1st diese Position 
erreicht, wird der Schutzring 22 hochgefahren, bis er 
das Substrat 20 in geeigneter Weise umschlieBt. 
Danach beginnt, der Schleudervorgang, durch den die 
Lackschichtdicke auf dem Substrat vergleichmaBigt und 
verringert wird. Der uberschussige Lack wird in den 
Schutzring, 22 geschleudert und von dort uber den 
Lackablauf 25 abgeleitet. 

; Nach AbschluB des Schleudervorganges fahrt der 
Schutzring 22 wieder nach unten. Danach wird das 
Substrat 20 uber die Transporteinheit 16 weiter bis zu 
dem in Fig. 1 mit 27 bezeichneten Bereich transportiert, 
wo es automatisch oder manuetl von dem Drehteller 19 
gelOst wird. 

Patentanspruche 

1. Vorrichtung zur Belackung eines Substrats mit 
einer Lackschicht, 

mit einem Drehteller (19), dem ein Antriebsmo- 
tor (18) zugeordnet ist, und an welchem das 
Substrat (20) mit der zu belackenden Oberf la- 
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2. 



5. 



6. 



che nach unten befestigbar ist, 
mit einer Vorbelackungsstation (12), welche 
einen mit Lack gespeisten Kapillarspalt (21) 
aufweist, uber dessen Oberseite das Substrat 
(20) mit seiner zu belackenden Oberflache mit- 
tels einer zur linearen Fortbewegung des Dreh- 
tellers (19) dienenden Lineartransporteinheit 
(16) hinwegbewegbar ist, urn diese Oberfiache 
mit Lack aus dem Kapillarspalt (21) vorzube- 
lacken, 

und mit einer Schleuderstation (22), zu welcher 
der Drehteller (19) nach der Vorbelackung 
durch die Lineartransporteinheit (16) bewegbar 
ist, urn dort die Lackschichtdicke durch Dre- 
hung des Drehtellers (19) zu vergleichmaBigen 
und zu verringern. 

Vorrichtung nach Anspruch 1 , bei welcher die Bear- 
beitungsstationen fur die Vorbelackung und fur den 
Schleudervorgang nebeneinander angeordnet 
sind. 

Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, bei welcher 
die Schleuderstation einen Schutzring (22) mit 
einem angeschrSgten U-Profil-Querschnitt auf- 
weist, welcher beim Schleudern das rotierende 
Substrat (20) umgibt. 



2. 
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Vorrichtung nach Anspruch 3, bei welcher der 
Schutzring (22) heb- und senkbar ausgebildet ist, so 
urn die Bewegung des Substrats (20) durch die 
Lineartransporteinheit (16) zu ermGglichen. 

Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorher- 
gehenden Anspruche, bei welcher eine Beladesta- 35 
tion (26) fur die automatische Beladung des 
Drehtellers (19) vorgesehen ist. 



Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorher- 
gehenden Anspruche, bei welcher eine Entladesta- 
tion (27) fur die automatische Entladung des 
Drehtellers (19) vorgesehen ist. 
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Claims 



1. 



Device for lacquering a substrate with a lacquer 
coating, comprising a turntable (19) which is asso- 
ciated with a drive motor (18) and to which the sub- 
strate (20) is fastenable with the surface to be 
lacquered downwards, a pre-lacquering station (12) 
which has a capillary gap (21), across the upper 
side of which the substrate (20) is movable by its 
surface to be lacquered by means of a linear trans- 
port unit serving for the linear advance of the turn- 
table (19) in order to pre-lacquer this surface with 
lacquer from the capillary gap (21), and a centrifug- 
mg station (22) to which the turntable (19) is mova- 
ble by the linear transport unit (16) after the pre- 
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lacquering in order to make uniform and reduce the 
lacquer coating thickness there by rotation of the 
turntable (19). 

Device according to claim 1, in which the process- 
ing station, for the pre-lacquering and for the centri- 
fuging procedure are arranged adjacent to one 
another. 

Device according to claim 1 or.2, in which the cen- 
trifuging station has a protective ring (22) with a 
chamfered U-profile cross-section, which sur- 
rounds the rotating substrate (20) during the centri- 
fuging. 

Device according to claim 3, in which the protective 
ring (22) is constructed to be raisabie and lowerable 
so as to enable the movement of the substrate (20) 
by the linear transport unit (16). 

Device according to one or more of the preceding 
claims, in which a loading station (26) for the auto- 
matic loading of the turntable (19) is provided. 

Device according to one or more of the preceding 
claims, in which an unloading station (27) for the 
automatic unloading of the turntable (19) is pro- 
vided. 



Revendications 

1 - Dispositif pour laquer un support avec une couche 
de la que, avec un plateau tournant (19) auquel est 
assocte un moteur d'entrainement (18) et sur lequel 
le support (20) peut §tre fix* avec fa surface k 
laquer vers le bas, 

avec une station de laquage pr6alable (12) qui 
presente une fente capillaire (21) alimentee en 
laque, sur le c6te supSrieur de laquelle le sup- 
port (20) peut §tre amen6 k passer avec sa 
surface k laquer, au moyen d'une unite de 
transport Iin6aire destinee au deplacement 
linSaire du plateau tournant (19) pour laquer 
prSalablement cette surface avec la laque de la 
fente capillaire (21), 

et avec une station centrifuge (22) vers laquelle 
le plateau tournant (1 9), aprfcs le laquage pr<§a- 
lable, peut §tre d§plac6 par I'unite de transport 
Iin6aire (16) pour y rendre uniforme et diminuer 
I'Spaisseur de la couche de laque en faisant 
tourner le plateau tournant (19). 

I- Dispositif selon la revendication 1, ou les stations 
de traitement pour le laquage prSalable et pour 
I'op^ration de centrifugation sont disposes Tune k 
c6t6 de I'autre. 



4 



7 



EP0 711 108 B1 



Dispositif selon la revendication 1 ou 2, ou la station 
centrifuge prSsente une bague de protection (22) 
avec une section transversale biseautee d'un prof il 
en U qui entoure lors de la centrifugation le support 
tournant (20). s 

Dispositif selon la revendication 3, ou la bague de 
protection (22) est r6alis6e pour pouvoir §tre rele- 
vee et abaissee pour permettre le d6placement du 
support (20) a travers I'unite de transport Iin6aire 10 
(16). 

Dispositif selon Tune ou plusieurs des revendica- 
tions precedentes, ou il est prSvu une station de 
chargement (26) pour le chargement automatique is 
du plateau tournant (19). 

Dispositif selon Tune ou plusieurs des revendica- 
tions precedentes ou une station de dSchargement 
(27) est prevue pour le dechargement automatique 20 
du plateau tournant (19). 
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Fig. 2 
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Fig. 3 
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